FN.DOT.500

APLICADOR MONO COMPONENTE Viunas e ©
BULAM 0 MUND“ versdo eletronica

Valvula de alta pressao para aplicacao de selantes

0 aplicador tem capacidade de trabalho em alta pressao,

suportando até 190 BAR.
Precisao na
Aplicacao

Adequando-se ao Processo

Solicite uma avaliagdo para dimensionamento

do aplicador ideal, apds analise técnica,
definiremos o0 melhor modelo de aplicacéo em
sua linha de produgdo, visando minimizar
alteracbes em seus processos, dimensionaremos
a Vélvula que melhor atende suas necessidades.
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Modalidade de Aplicagéio Manutencao

- Corddes Uniformes;
- Pontos;
- Sistema Anti-Gotejamento.

Diferenciais e Inovacoes

0 aplicador e dosificador DOT.500 foi desenvolvido

para facilitar a aplicagdo, proXmovendo qualidade e
seguranca durante o processo produtivo. Por meio de ar
comprimido realiza até 200 acionamentos por minuto
garantindo a dosagem do fluido.

0 aplicador tem capacidade de trabalho em

alta pressao, suportando até 2500 psi (172 bar),

sendo abastecido por bombas pneumaticas
(FN.MCB.100 e FN..MCT.100) dentre outros modelos.

Especificacao Técnica
COdigo ..o DOT.500 SS - aco inox 302

DOT.500 AC - ago carbono com tratamento de niquel
DOT.500 AL - liga aluminio 1060

Dimensoes ................. (35 mm X 120 mm

PESO .o 580 gramas

FiXagao0 ......ccovvevrirennes 02 roscas M8x%1,25 07 mm
Pressao de Acionamento ........... Maxima: 100 psi - 07 bar
Pressao do Fluido ........ Maxima: 2500 psi - 172 bar
Rosca entrada do Fluido ............ 1/4 npt fémea

Kit de reparos .............. Consultar manual técnico

QUALIDADE E TECNOLOGIA NACIONAL

Toda informagéo visual e escrita neste documento é baseada na atualizagdo mais recente até 0 momento da publicaco. A RAIS e SilimaQ possui o direito de realizar alteracdes a qualquer momento sem notificacao.

Entre em contato para mais informacoes ou para solicitar orgamento.

+55 19 9 8927-0537 ou pelo email: comercial2@raiscampinas.com.br
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